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摘要(译)

根据实施例的成膜装置,包括:基板保持器,用于将基板保持在相对于水平
面的直立位置,该基板具有在其上形成有气相沉积层的气相沉积表面; 蒸
发源,其在相对于基板支架向上和/或向下移动的同时将气相沉积材料供应
到气相沉积表面上,该蒸发源设置在由基板支架保持的基板的气相沉积表
面位于其中的区域中。 面对。 基板保持器被构造成相对于竖直平面以倾
斜的方向保持基板,使得基板的上端远离蒸发源定位。 该设备还包括调整
装置,该调整装置用于减小由于基板的倾斜而导致的气相沉积层的厚度的
变化。
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